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1. 背景・目的 

 光機能性液晶材料の光配向は光学異方性の空

間分布を高い自由度で制御できることから、

様々な光学異方性素子の作製へと応用されてい

る。我々の研究室では、以前に直交する 2つの

ベクトル渦ビームの偏光干渉によるベクトルホ

ログラム記録を光機能性液晶に対して行うこと

で新規な異方性素子を作製した。[1] この素子は

入射光の偏光状態により種々のトポロジカル光

波を発生させることができるという特長を持

つ。本研究では、ベクトル渦ビームのビーム断

面での偏光の分布が等しくトポロジカルチャー

ジの値が異なる 2つベクトル渦ビームによる光

機能性液晶材料へのベクトルホログラム記録に

よって作製された異方性素子の波面・偏光変換

特性について調べた。 

 

2. 理論解析 

光機能性液晶材料にベクトルホログラム記録

する 2つのベクトル渦ビームの電場ベクトルを 

EVVB1＝(
cos  𝑞𝜃
sin  𝑞𝜃

) exp( 𝑖ℓ1𝜃)・・・(１) 

EVVB2＝(
cos  𝑞𝜃
sin  𝑞𝜃

) exp( 𝑖ℓ2𝜃)・・・（２） 

と定義する。ここで𝑞はベクトル渦ビームのビ

ーム断面での偏光方位の回転量、ℓ1およびℓ2は

トポロジカルチャージ、𝜃は方位角を表す。書

き込み光である 2つのベクトル渦ビームのパラ

メータは、 𝑞＝2、ℓ1 = −2、ℓ2 = 0とした。ま

た、ベクトルホログラムの回折特性について明

らかにするために 2種類のベクトルビームを入

射した時の回折特性について検討を行った 

(Fig. 1) 。ベクトルホログラムへと入射する 2種

類のベクトルビームの電界ベクトルEP1、EP2を 

 

以下のように定義した。 

EP1＝(
cos  𝑞𝜃
sin  𝑞𝜃

) ・・・(3) 

EP2＝(
1
0

)・・・(4) 

この時の 1次の回折光の各偏光成分の強度分布

についてのシミュレーション結果を Fig. 2に示

す。(a)はベクトルホログラムにEP1を入射した

時の強度分布のシミュレーション結果であり、

(b)はベクトルホログラムにEP2を入射した時の

強度分布のシミュレーション結果である。 

シミュレーション結果より作製した異方性素子

の回折光の波面・偏光分布は入射光の偏光分布

に依存していることが分かる。 

Fig. 1   Image of simulation model. 

Fig. 2  Intensity Patterns. (a) When EP1  is incident 

on a vector hologram. (b) When EP2 is incident on a 

vector hologram. 
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